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Abstract (en)
[origin: JP2015212417A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrolytic bath for production of a bright nickel layer on a constituent element
of a part for a water conduit tube and a mixture for use in an electrolytic bath.SOLUTION: An electrolytic bath or a mixture comprises (c) benzoic
acid sulfimide and/or benzoic acid sulfimide anion, (h) one or more or all the compounds selected from chloral hydrate, bromal hydrate, formic acid,
formate, acetic acid, acetate and substituted/unsubstituted aliphatic aldehydes, (a) nickel ion, (b) one ore more acids, (e) one or more acetylene-
based unsaturated compounds of formula (I), (f) one or more betaines of formula (II) and (g) one or more humectants.

Abstract (de)
Beschrieben werden ein galvanisches Bad zur Herstellung einer Glanznickelschicht auf einem Element einer Armatur für eine wasserführende
Rohrleitung oder Mischung zur Verwendung in einem galvanischen Bad, wobei die Mischung in wässriger Lösung umfasst bzw. das galvanische
Bad in wässriger Lösung umfasst: (c) Benzoesäuresulfimid und/oder Benzoesäuresulfimidanionen, (h) eine, zwei, mehr als zwei oder sämtliche
Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Chloralhydrat, Bromalhydrat, Ameisensäure, Formiat, Essigsäure, Acetat, substituierte
oder unsubstituierte aliphatische Aldehyde" (a) Nickelionen, (b) eine oder mehrere Säuren, (e) eine oder mehrere acetylenisch ungesättigte
Verbindungen der Formel (I), wobei R 1 ein durch Hydroxy, Amino, C 1 - bis C 4 -Alkylamino oder Di(C 1 - bis C 4 -alkyl)amino substituiertes C 1
- bis C 4 -Alkyl oder Wasserstoff oder ein C 1 - bis C 4 -Alkyl bedeutet und R 2 ein durch Hydroxy, Amino, C 1 - bis C 4 -Alkylamino oder Di(C 1 -
bis C 4 -alkyl)amino substituiertes C 1 - bis C 4 -Alkyl bedeutet, (f) ein oder mehrere Betaine der Formel (II), wobei jeweils unabhängig voneinander
das Stickstoffatom Bestandteil eines aromatischen Ringsystems ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyridin, Chinolin und Isochinolin,
und m eine ganze Zahl im Bereich 1 bis 24 bedeutet und jedes R 3 unabhängig eine verzweigte oder unverzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 20
Kohlenstoffatomen oder Wasserstoff oder Hydroxy bedeutet, und (g) ein oder mehrere Netzmittel.
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